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ϋーυ・ιϑτの྆ํ͕Θ͔Ε͹ඍࡉ化ݶքを௒えΒΕる

研究内容
൒ಋମͷੑೳ্͕޲行͖ࠓ٧ͬͨɺ৽͍͠ΞϧΰϦζϜ΍ιϑτ΢ΣΞΛ実૷Ͱ͖ΔίϯϐϡʔλγεςϜ͸
̎୒Ͱ ɻ͢Կ೥ͨͬͯ΋ಉ͡ੑೳͷैདྷܕίϯϐϡʔλʹ安ॅ͢Δ͔ɺΞϧΰϦζϜΛ直઀ࣸ૾͢ΔඇϊΠϚ
ϯܕίϯϐϡʔλʹ౿Έ出͔͢ɺબ୒ࢶ͸͜͜ʹ͋Γ· ɻ͢ίϯϐϡʔςΟϯάɾΞʔΩςΫνϟࣨڀݚͰ͸ɺ
ओʹ小ܕ高ੑೳجࢉܭ൫ʹয఺Λ౰ͯɺ̑ͭͷڀݚάϧʔϓ͕׆ಈ͍ͯ͠· ɻ͢

˒高ੑೳσδλϧΞʔΩςΫνϟάϧʔϓɿ(oogMFͳͲΞϓϦέʔγϣϯ૚ͷ͕ࣗۀاલͷΞΫηϥϨʔλ
Λ։ൃ͢Δ࣌୅͕౸དྷ͍ͯ͠· ɻ͔͢͠͠ɺϊΠϚϯܕίϯϐϡʔλͱ全͘ҟͳΔγεςϜ͸౰ॳ͸͍࢖೉͍
ͨΊී͔͔͕ؒ࣌ʹٴΓ· ɻͦ͢͜ͰඇϊΠϚϯܕͷ中Ͱ΋ൺֱతҠ行͠΍͍͢γετϦοΫϦϯάܕΞΫη
ϥϨʔλ（*."9）ͷڀݚΛਐΊ͍ͯ· ɻ͢(1(16Λ྇կ͠ɺ-S*Λ୯७ʹ઀ଓ͢Δ͚ͩͰεέʔϥϒϧʹ
ੑೳ্޲Ͱ͖ΔΤοδίϯϐϡʔςΟϯάج൫Λ։ൃ͠ɺ༷ʑͳΞϓϦέʔγϣϯϓϩάϥϜΛ૸行͍ͤͯ͞
· ɻ͢
˒C.0SΞφϩάɾΞϓϩΩγϝΠτΞΫηϥϨʔλάϧʔϓɿैདྷͷΞφϩάίϯϐϡʔλ͸ΦϖΞϯϓʹΑ
Δݻఆؔ਺ػೳͷΈ利༻ՄೳͰͨ͠ɻ本άϧʔϓͰ͸ɺ೚ҙͷଟೖྗؔ਺Λ実ݱՄೳͳ֬཰తίϯϐϡʔςΟ
ϯάߏػͷ実ݱΛ໨͍ͯ͠ࢦ· ɻ͢εύΠΫϕʔεࢉܭʹΑΓɺσδλϧճ࿏ΑΓ΋֨ஈʹ高଎͔ͭ小ܕͷճ
࿏ߏ੒ͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖· ɻ͢
˒χϡʔϩϞʔϑΟοΫɾίϯϐϡʔςΟϯάάϧʔϓɿਆࡉܦ๔ͷߏ଄Λ໛฿ͨ͠χϡʔϩϞʔϑΟοΫ-S*ͷ
։ൃ͕੝Μʹͳ͍ͬͯ· ɻ͢本άϧʔϓͰ͸ɺϗοϓϑΟʔϧυωοτϫʔΫʴΫϩεϙΠϯτγφϓεߏ଄ɺ
͓ΑͼɺηϧϥχϡʔϥϧωοτϫʔΫʴੵ૚γφϓεߏ଄ͷ̎छྨͷ-S*Λڀݚ։ൃ͍ͯ͠· ɻ͢طʹจࣈ
ೝࣝՄೳͳϨϕϧʹ達͍ͯ͠· ɻ͢࠷ऴతʹ͸ɺ3%ੵ૚ʹΑΔ௒大ن໛Խͱ೴ܕγεςϜͷߏங͕໨ඪͰ ɻ͢
˒௒小ܕ௿ిྗϒϩοΫνΣΠϯΞΫηϥϨʔλάϧʔϓɿϝϞϦ෼ܕࢄγετϦοΫΞϨΠΛϕʔεͱͯ͠ɺ
*o5͚޲ϒϩοΫνΣΠϯΞΫηϥϨʔλʹ͍͍ͭͯͯ͠ڀݚ· ɻ͢࠷దͳύϥϝʔλɺ৽͍͠ԋࢉΞϧΰϦζ
Ϝɺճ࿏ΞʔΩςΫνϟΛ୳͠ࡧɺ௒小ܕίϯϐϡʔλͱ૊Έ合Θͤͯ௿ిྗ高৴པ*o5σόΠεͷ実ߩʹݱ
·͠ݙ ɻ͢
˒"*ΞΫηϥϨʔγϣϯάϧʔϓɿϕΠζਪఆ๏ͳͲɺ৞ΈࠐΈԋࢉओମͷχϡʔϥϧωοτϫʔΫͱ͸ҟͳ
ΔػցֶशΞϧΰϦζϜͱ高଎実૷ٕज़Λ͍ͯ͠ڀݚ· ɻ͢(1(16ɺ'1("高Ґ合੒ɺͦͷଞಠࣗ։ൃΞ
ΫηϥϨʔλΛجࢉܭ൫ͱͯ͠༻͍͍ͯ· ɻ͢

研究設備
　෋࢜通製スύίン෋ַΤントリϞデϧ、NVIDIA製V����̐、3T9������、
(T9����Ti���、9EONサーόや、9EON/1)Iサーό、シミϡϨーショ
ン用サーό、9ILIN9製ALVEO 6���、大ن໛̛̥̜̖܈、;:N2Ϙー
υ̨̡࡞ࢼ、܈ 、験૷ஔなど、多数の実験設備があります。ճ࿏評価にはࢼ̞
̫̙̘̚をར用した๛෋な̘̖̙πーϧ、先୺プロセスのテクϊロジライϒ
ラリがଗっています。ࡏݱ、シストリックリンάΞクセラϨータ、Ξφロά
ΞクセラϨータ、χϡーロϞーフィック̡̨ ɼ̞ϒロックチェインΞクセラϨー
タなどを開発しています。֤自のصにはマϧチϞχタの高性能LinVx-1Cを
設ஔしています。

研究業੷・共同研究・ࣾձ׆ಈ・外部資金など
研究業੷： ����೥研究室創設Ҏ߱、研究室メンόのड৆��݅、ࠪಡ

෇論จ・国ࡍ会議���݅、ಛ݅��ڐ、ট଴ߨԋ含むޱ಄発ද
���݅

共同研究：ւ֎企業・大学、国内企業・大学౳
社会活動： 国ࡍ会議・国内学会・研究会・֤種ҕ員会のҕ員௕、װ事ஂ、

ӡӦҕ員౳
֎෦ࢿ金： ����೥研究室創設Ҏ߱、科研費基盤（̖）̎ ݅、基盤（̗）̍

݅、एख（̗）̎ ݅、௅๖ժ ̎݅、NEDO̍݅、̟ ̨̩ ̓ （݅内
ALCA̍݅、さきがけ ̏݅）、̨ ̩̖ ̧̘̏݅、企業̍̌ ݅Ҏ上
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研究を始めるのに必要な知識・能力
　ੈの中にଘࡏする様々なίンϐϡータシステムの構成に関するح޷心。ࢉܭ基盤がϒラックϘックスでྑいとは͑ߟない୳究心。Ξ
ϧゴリζムを͑ߟプロάラムにදݱできる実૷力。

研究室の指導方針
　まず、研究対৅とするΞプリέーションをબ୒し、࣍に、௅戦したいࢉܭ基盤をおおまかにબ୒します。その後は、จݙௐࠪに進み、
࢖ۦπーϧ౳をܭπーϧ、Ξφロάճ࿏設ܭଘシミϡϨータ、様々な性能評価πーϧ、あるいは、デジタϧճ࿏設ط、ଘプロάラムط
して問題点を໌らかにし、教員のॿݴをडけながら課題を設ఆし、解決していきます。自ら開発したプロάラム、ΞーΩテクチϟ・シミϡ
Ϩータ、あるいはճ࿏をఆྔ的に評価し、対֎発දを行って、最終的に論จにまとめます。

この研究で身につく能力
　すでに、多くの種類のඇϊイマンܕίンϐϡータが発දされています。これらを࢖いこなすには、ै来ܕίンϐϡータ޲けの൚用プロ
άラミンάޠݴの知識だけでは全くෆे分で、ࢉܭ基盤はϒラックϘックスでྑいと͑ߟる研究者・技術者は、ঃ々に取り࢒されてい
きます。ೖखՄ能なϋーυウェΞシステムと動かしたいΞプリέーションを௚݁させる能力、機能がෆ଍する場合にϋーυウェΞシステ
ムに対して۩体的な提案ができる能力、さらには、ϋーυウェΞに合ΘせてॊೈにΞϧゴリζムをௐ੔できる能力が身につきます。

修了生の活躍の場
　Ҏલは所Ҧίンϐϡータメーカーに多く就職していましたが、ࠓでは、Ξプリέーション૚にۙい企業にも就職が広がってきています。
ϋーυウェΞとιフトウェΞの྆方がΘかるਓ材は、これまでもചりख市場でしたが、ࠓ後、この޲܏がさらにݦஶになっていくと༧૝
しています。
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